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略 谈 光 通 讯 的 发 展 趋 势

日益增加的通讯和信息交往对现有的通

讯波道提出了更高的要求
,

今后要实现这个

要求
,

在技术
�

上和经济上均不能用惯例的通

信技术
,

‘

要进一步使通信有所发展
,

其关键在

于提高可以通信的带宽
,

以及研制特性良好

的新型通信介质
。

为达到上述两项要求
,

要利 用 光 学 通

讯
,

光通讯原理并不新颖
,

但是最近 由于衰

减不大的光导纤维的发展
,

使得它具有重要

的意义
。

已经证实
,

光线在大气中远距离传

输
,

或者通过有透镜和反射镜的光学系统是

不可靠的
、

不合适的和有损耗的
。

因此
,

通

过光导纤维进行光学通讯意义很大
。

用光导

纤维进行的光学通讯的优点如下
�

一
、

传递介质尺寸小 ��� 一 � �� � 件� �
,

随之

移动性好 �弯曲性和曲率半径�以及质量小
。

一传输带宽

一衰减 小 � � 分贝 �公里�
,
增 音 段 大

�� �一� � � � �
、

一无电磁干扰的输入藕合
。

一 传递参量稳定

一纤维间无串活

一可以用数字信号选择方法

多次有关实验和研究表明光通讯的状况

是
�

已经研制和生产的元件用于光学通讯
,

对元件和整机进行实验
,
进一步 实现 完 善

化
� 阐明今后研究的任务

。

可是
,

实际上完

成的光通信系统也只能完成将来光学通信任

务的一部分
。

其中积累了理论和 实 践 的 经

验
。

所以
,

不能充分运用其全部的可能性
�

而对完成任务来说仍存在着许多局限
,

如
�

带宽和传输距离方面受到限制
,

这些情况不

奇怪
。

显然光学通讯的装置有所不同
,

用于

传递一个电视波道和两个伴音通道
、

并且与

此相称仅占有 � � � � 的带宽
。

它在电视发

射机方面满足了局部的传递任务
。

进一步研

究的是
,

在接收机上 �电缆电视 � 使光导电

缆用于节目的分配
。

在这项研究中仍局限于

采用摸拟方法以求传递
�、

下表四举出这类示

例
,

为调制光发射
,

采用了强度调制
。

表 过

摸拟方法

�尤� �

光学通讯的几个参数

数字方法

�� � � �� �� � �� � � �� � 刀 �

调制

信躁比
及误差

纤维型
一

号

〔�� 〕

� � 〔��

〔� �〕

� � � �

� � � 〕

� � � �

仁� �〕 〔� �〕

� �� �

� ��� � �� � �� � � ��
比特 �秒 比特 � 秒 比特 �秒 比特� 秒

仁� �〕 仁� �〕

� � 一 , �
�

� � 一 ‘, � � 一 ,

多模纤 多模纤
维 维

多模纤
维

多模纤 多模纤 单模纤
维 维 维

雪崩二 雪崩二
极管 极管

尸��
一

尸了�
一

摄影 尸��
一

雪崩
一

雪崩
一

雪崩
�

二极管 二极管 二极管 二极管 二极管 二极管 二极管

� �公里 �公里 �
�

�公里 �� 公里 ��公里 �� 公里

� � 在 �分贝 �公里

� �在 �� 分贝� 公里

一 � � 一



为 了比较
,

表 � 下边的两行是一般抛光

试样的数据
,

抛光化合物是 ���
� � � ��� 和红

粉
。

应指出表 � 中的闭值是电场值而不是能

量密度或功率密度值
。

电场值 � 倍之差表示

能量值或功率值约 � 倍之差
。

很清楚
,

在此项研究所强调的条件下
,

就表面粗糙度来说
,

离子抛光不优于一般抛

光
。

平均离子抛光的均方根粗糙度是�� 尺
,

一般抛光参考试样约为�� 入
,

表 � 第 � 行的

阂值为除去污染的离子抛光趋势提供 了真实

线索
。

平均离子抛光闭与参考试样 � � �� 毫

伏�厘米相比是 �
�

�� 毫伏� 厘米
,

而参考试样�

是�
�

�� 毫伏� 厘米
。

可见
,

离子刻 蚀的 红粉抛

光试样获得很大改进
,

、

超过一般红粉抛光的

试样
,

但是
,
表面上不比一般抛光的 � ��

� �

� ��� �
试样好得多

。

必须更加注意的是 离子

抛光阔与较大的粗糙度表面相对应的
。

表 �

中最后一行归一化的闭值以适当的方式考虑

粗糙度计算
。

现在清楚了升离子抛光比两种一

般的加工 �特别是超过红粉加工� 有明显的

改进
。

�

虽然这次研究所用的离子抛光参数没有

得到比较光滑的光学表面
,

但其他参数的配

合确实可以改进表面的状态
。

实际上
,

在接

近相切 入射时用低得多的能量的 离 子 抛光

�或许是同样低射束流 � 可以提供出敌得上

或比最好的一般抛光表面还 要好 的 抛 光试

样
。

实用的考察这种手段 日常还没有做出一

个完美品
。

可以做出离子抛光除掉材料量的某些合

理估计
。

贝利 ��
� � �� �和汤 森 ��

。� � �巧 � � � �指

出了由� 吉
、

� 吉和� 吉辐照的熔石英的溅射郊

率 �即每个人射离子除掉的原子数�
。

这些数

据是在离子正常入射时而离子能量 � 万
—� 万电子伏特范围的平均 溅射 效 率 分别为

�
�

�
、

�
�

�和 �
�

�的
。

与氢值相关的 溅 射效率

是 �
�

��
、

�
�

�� 和 �
�

� �
。

这些作者也指出
,

离

子能量上升到约 � 万电子伏特时
,

主要的能

量损失是核碰掩 �硬球作弹性碰掩�
。

这种碰

撞很容 易给出平均能量转移公式
,

如
�

行 � � 万
, � 八了

,
几了

�万
� � �

�
�
� � � �

其中�
,

是入射离子的质量
,
�
�

是人射离子

具有的动能
,

� �
是材料的原子质量

,
万

�

是

原子反冲动能
。

�
, 二
�

�

时
,

出现最大 能量

转移
。

熔石英的平均原子 质 量 为 ��
。

八认

� 吉
、

� 曹和 �
�

的原子质量分别是��
、

� �
、

� � �

和 �
。

能量转移效率 厅
�

� �
,

与溅射 效 率成

比例
,

分别为 �
�

� �
、

�
�

� �
、

�
�

� �和 �
�

� �
。

、

氢

的转移效率是 �
�

��
、

�
�

��
、

�
�

�� 和�
�

��
。

在

� 吉
、

� 吉和� 吉的情况下
,

测量比率和模 型 比

率之间的一致性是满意 的 �例如 � 吉模型比

率是 �吉测量比率的两倍�
,

由于 � 吉和�
干

的原

子质量与� 士很大不同
,

就 � 吉模型比率而论
,

我们才予标�
千

的模型比率为当 然的 两 倍
。

这样我们估计 �寸
、

� 吉和 �
千

正常人射溅 射 量

应是 �
�

�
、

�
�

� 和 �
�

��
。

因为 表 � 中的数据

是用约��
“

的入射角获得的
,

所以 我们 予算

上面的溅射量必须乘以 � 。

其次
,

由干馆石

英 的 密 度 是�
�

�� 克� 厘米
� ,

很容易得到材

料的表面密度是 �
�

� �  � �。‘“个原子 �厘米
。

已知 总 离 子 是 ��
� ’了

个离子 � 厘来
“

和 ��
‘吕

个离子 � 厘米
“ ,
� 士

、

� 吉和 �
干

在��
“

角入射时

估计出的溅射量为 ��
�

�和 �
�

� ,

我们 算 出在

离子抛光时除掉的材料量
。

表 � 是上面讨论

的概况
。

表 � 离子抛光材料除掉璧

离
一

子 溅射帚 除掉材料厚度
�剂最为� �

‘�

� � �
�

�

全离圣夕里水卫

� � � �乡二

� � ���好里

� � �埃

十上
�
���入又

二 二 二二 二二 二 � , 砚二, 二二二‘二二二二‘ 二一二万之二二二二蕊二二二
‘
�

二二二奋二二二二 �

表 � 中予算值恰好与拍念一埃尔默公司

��。 � � ��
一
� �� � � � � ,

,

� � 所做的熔 石英 离子

抛光测量值相一致
。

他们在人射角� �
。

采用 �

万电子伏特的 �
� ,

而平均射束流密度约 ��

微安 �厘米
“
�即在约 ��

�

�毫米直径的射束中
,

射束电流是�� �微安 �
、

测量了熔石英和 �
� �一

� ��两利
,

玻璃的除掉率约为 � �� 人�小时
。

在

一 � � 一



总的入射剂量为 � �
‘ 于个离子� 厘米

“

时
,

这些

参数产生的除掉量约为 � �� 人
�

当表面污染和粗糙度减少时
,

除了表面

感生范围增加以外
,

贝特 ��
� ��� �� 等人的剥

裂样品表明低折射率的得到较高的�司
。

石英

� �
一 �和其他玻璃的离子轰出已得到 减 少折

射率的表面层
。

但是
,

在熔石英的情况下
,

表面折射率增加
,

因此在离子抛光后
,

分析

样品可能减少材料的阂
。

贝利 �� � � �� �
,

斯

坦德利 �� �
� � � �� � �和纳巴 �� � � � � � 等人 详

细地讨论了熔石英的致密情况
。

在摘要中
,

看出离子抛光在除掉光学表

面污染方面是很有效的
,

但是
,

拿这次研究

所用的条件说来
,

离子抛光还不能有效地改

进表面的光滑度
。

应当注意
,

标准闹的改进

与除掉的材料量有关
,

这一事实与污染降低

阂的前提条件十分相一致
。

但应记住
,

甚至

标准抛光也能产生小量的底面混乱 �也许是
� 一 � 微米�

,

混乱如同污染能降低激光感生

的表面损坏阂
。

这样污染和浅表面混乱能提

供闭改进和除掉材料间所 保持 的 关系
。

但

是
,

大于 �� 微米的深基表面混乱显然不会改

变一般抛光的平滑光学表面的激光感生损坏

�阂
。

涟桂英等译自
“

� � � �
�

� � � �� �
” ,

� � �
�

� �
,

� � �
,

�
�

� � �  

抛光玻璃方法及其所用的抛光基盘的改进

本发明涉及到用做眼镜镜片的特殊透镜

玻璃的抛光方法及其所用的抛光基盘
。

在生产透镜中
,

玻璃通常是根据磨完的

透镜的光强度来造形
。

然后透镜毛坯用炭化

硅或氧化铝的水磨剂研磨
,

为的是更好地校

准透镜的轮廊
。

通过这些方法磨出无光泽
,

不透明表面

的透镜
。

接着
,

下道工序把透镜抛光
,

使得玻

璃又光滑又透明
。

这道抛光工序是把磨过的

透镜毛坯紧固在抛光夹具上
,

一面对着凹形

的抛光基盘旋转
,

一面溢流着抛光粉的水磨

剂
,

而这种抛光剂再连续不断地加到抛光头

上
。

一般说来抛光基盘是铸铁的
,

例如
�

氧

化铁或像氧化钵或氧化错这样的稀土族金属

氧化物都可当做抛光粉
。

特别是后提到的两

种氧化物应用得更为广泛
。

当抛光一片普通

眼镜片的透镜时
,

要使用近 � 克的氧化钵
。

现在已经发现
,

用发明的方法能大大地

减少在抛光过程中所用的抛光粉的消耗量
。

这种方法的特点是使用抛光基盘把抛光粉加

人硬塑料泡沫里面并在起泡时使其均匀地分

布开
,

而且在抛光操作时还允许抛光剂横流

过透镜和基盘
。

而且
,

发明包括抛光玻璃 用 的 抛 光基

盘
,

而这种基盘是把抛光粉加入硬塑料泡沫

里并在起泡时均匀地分布里面
。

以直接可用

的环氧树脂
、

聚氯乙烯
、

昵醛树脂或聚氨基

甲酸脂为基础的泡沫都可用做塑料泡沫
。

经

过试验证明硬聚氨基 甲酸脂尤为适用
。

抛光

粉最好依精制抛光基盘重量推算约�� �的重

量
,

立刻在塑料材料聚合和起 泡 前 就 加进

去
。

于是抛光基盘就成模了
。

抛光基盘有可

能铸成凹型或铸成后磨出曲率
。

这个凹型的

表面当做抛光透镜用的基盘
,

‘

如 提 到 的 一

样
,

因为在这种操作过程中
,

分散在水中的

抛光粉是横流过要抛光的玻璃
。

实例

为达到 �
�

�� 公斤重抛光基盘的制作
,

是

用 �
�

�公斤的氧化钵加人到硬聚氨 墓甲 酸脂

泡沫中这种抛光基盘用来抛光过用做眼镜片

的特殊透镜并能抛光 � � � �片透镜
。

在这种操

作过程时
, �

�

�公斤的氧化钵以流水 形式 在

透镜 �面循环
。

这样共消耗 了�
�

� 公斤的 氧

化钵
。

为 了对比起见
,

据说按以前抛光粉不

一 � � 一


